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Abstract (Aim, Use
Applications and
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気候変動と炭素・栄養塩循環を支配する海洋深層循環は、沈み込みの実態はとらえ
られている一方、太平洋の湧昇域は不明だった。近年、伊豆－小笠原海嶺にぶつか
る潮汐流が乱流をつくり、湧き出しが起こることが示唆された。湧昇域特定のため
には水深6000メートル程度でのpH計測が必須だが、これまでのガラス電極や比色
法では正確な計測ができない。そこで本研究では、高圧の現場計測に適している半
導体センサー（ISFET：Ion Sensitive Field Effect Transistor）の開発のため、ゲー
ト感応膜の製作にあたった。

実験
Experimental

あらかじめITOがスパッタされているPETフィルムを用意し、その表面に水素イオ
ン感応膜であるTa2O5、TiO2、Si3N4などをLL式高密度汎用スパッタリング装置を用
いて成膜した。作成したセンサーの膜厚計測には、光干渉式膜厚測定装置を用いた。
その後、10×5mmに切断し、ゲート感応膜とした。ゲート感応膜と市販の電界効果
トランジスタ (2SK308-Y) をはんだ付けによって接続し、感応膜以外の部分をエポ
キシ樹脂で被覆することで、pHセンサーを製作した。

結果と考察
Results and Discussion

Figure 1に製作したpHセンサーを示す。10×7 mmのPETフィルム上にpH応答膜が
接続されており、毎秒のpHが測定可能である。駆動部には, アルカリ単三電池を４
本使用し、３日程度連続で動作することを確認した. 市販のpH標準液(pH 4.01,
6.86および9.18)およびTris, AMPで調製した人工海水に対して、安定した応答を確
認した。今後、実海域での観測に取り組む。
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Equations 1

Figure 1. ISFETを用いたフィルム型pHセンサーの製作手順
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